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لایه نشانی نیترید تنگستن توسط دستگاه  بررسی اثر فاصله در فرایند
  پلاسماي کانونی

  
مرضیه ،  1محمود قرآن نویس، 2*اطاعتیغلامرضا ،  1محمد تقی حسین نژاد

  1مریم حبیبی، 3شیرازي
  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، مرکز تحقیقات فیزیک پلاسما  -1

  اي و فیزیک مهندسی هستهدانشگاه صنعتی امیر کبیر، دانشکده   -2
  دانشگاه اراك، دانشکده علوم، گروه فیزیک  -3

  
  :چکیده 

بـر   انباشـت شـده   نازك نیتریـد تنگسـتن  هاي ساختاري لایه  ویژگی در این مقاله،
مـورد مطالعـه    )kJ 2(کم انرژي  مدربوسیلۀ دستگاه پلاسماي کانونی نوع  304زیرلایۀ استیل 

و  )صـفر درجـه  (محـور آنـد    اي ثابـت نسـبت بـه    موقعیـت زاویـه  ها در  نمونه. اند قرارگرفته
 .انـد  لایه نشانی شده )سانتیمتر نسبت به نوك آند 14و  11،  8(هاي محوري مختلف  موقعیت

 با استفاده ازطیف پـراش اشـعه ایکـس    ها خواص ساختاري و تغییرات درجه بلورینگی نمونه
)XRD( ایج حاصل از میکروسکوپ نیروي اتمی نت از همچنین. مورد بررسی قرار گرفته است
)AFM( بهـره  هاي بدست آمده  نمونه زبريتغییرات   هجهت بررسی مورفولوژي سطح و نحو

  .گرفته شده است
   Plasma focus, Thin film, Tungsten nitride, XRD, AFM : کلمات کلیدي

  
  




